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Opis wynalazku 

tapianych modeli, znajdu-
 

Technologia wytapianych modeli pozwala na otrzymanie skomplikowanych kszta
poprzez wlanie roztopionego metalu do jednora
rdzenie, uformowa
odlewu. Wytwarzanie form dla technologii wytapianych modeli polega na cyklicznym procesie zanurza-

zawiera wodny 
faktanami. 

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 188 600 
 

mate
odek powierzchniowo czynny np. w postaci polieksyetylanowego alkoholu decylowego. 

r 5, str. 58-60, 
2006 
przez tywne w postaci 

a-
-O-CH2-CH2) od 6 

do 8. Ponadto w publikacji Defeng Liao, Zitian Fan, Wenming Jiang, Enqiang Shen, Dejun Liu pt. 
ce roughness of ceramic shells and castings in the ceramic shell casting proces 

based on expandable pattern", Journal of Materials Processing Technology, str. 1465 - 1470, 2011 r. 
 alkohol poliwiny-

rozpuszczony w etanolu lub karboksymetylocelu-
 

Istota sposobu wytwarzania form w technologii wytapianych modeli pole o-
0,1 - 0,4 mola 

 
w estrach organicznych lub alkoh 5 

1 do 50 nm. 
y-

 
ach wykonania. 

P r z y k  a d  1. nego, typ  
B-405, firmy REMET 

10 nm w 0,3 o-
nie na su-

cej 50% masowych tlenku glinu o frakcji 24 m oraz 50% masowych 30% wodnego roztworu 
5 przez okres 

24 mas 5 do 7 
 

r-
stwa 

o-
w funkcji czasu 

- przebieg 1 oraz bez warstwy - przebieg 2. 
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P r z y k  a d  2. nego, typ  

B-405, firmy REMET  koloidalnej zawiesiny 
50 nm w 0,3 

 formy skoru-
1. l-

- przebieg 1 oraz bez warstwy - przebieg 2. 

 
 



 PL 218 292 B1 4

Zastrze  

nanoszeniu na 

znamienny tym - e-
0,1 - 0,4 e tlenku 

cynku lub tlenku o-
5 

micznej. 
1, znamienny tym

amfoterycznych wynosi od 1 do 50 nm. 
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